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松山湖材料实验室(非晶材料团队)关于采购超高真空脉冲

激光溅射薄膜沉积系统的需求论证和市场调研报告 

1. 需求论证 

1.1 购买该仪器或服务的原因 

必要性、重要性以及其将产生的价值等 

松山湖材料实验室非晶材料团队目前正在承担广东省基础与应用基础重大

项目《新一代非晶合金的设计、制备及先进制造基础研究》，本项目研究内容包

括利用高通量制备与表征技术研发具有强非晶形成能力的新型非晶合金材料，并

探索这些新材料的新奇特性。非晶合金的研究正面临着攻克“卡脖子”问题的关

键时期。采用材料基因组的先进理念，利用高通量制备与表征手段对材料进行成

分开发和物性研究是解决非晶合金的“卡脖子”难题的重要途径之一，对非晶合

金的基础研究和应用基础研究具有重大意义，为非晶合金的产业发展和规模应用

奠定重要基础。超高真空脉冲激光溅射薄膜沉积系统的等效冷却速率可达 108 

K/s，通过这种极端条件可以提高非晶合金新材料的研发效率和扩展非晶合金成

分筛选范围。同时采用变温薄膜沉积系统，可制备特殊条件下的薄膜样品或对薄

膜样品进行原位退火从而对非晶合金的微观结构进行调控。这对进一步探索非晶

合金薄膜材料的结构性能关系具有重要意义。 

该系统真空度可达 10-8 Pa，可以在极高的真空度下完成非晶合金薄膜材料

的制备，同时制备的薄膜样品质量更高。此外，该系统可以配置六靶系统，可以

实现三维移动和旋转，配合掩膜版，可以制备具有成分梯度的非晶合金薄膜，从

而实现材料的高通量制备。该系统同时还留有法兰接口，可以接高能电子衍射仪，

从而可实现在材料制备的同时原位观测薄膜材料的结构。目前在周边高校、研究

所和其它企事业单位并未找到提供满足精度和质量要求的相关科研服务。考虑到

上述需求和实际情况，需要购置超高真空脉冲激光溅射薄膜沉积设备。 

1.2 主要技术指标和质量要求 

系统要求准无油系统 

极限真空度：≤6.67x10
-8 
Pa (经烘烤除气后)； 

系统短时间暴露大气并充干燥氮气后，再开始抽气，20 分钟可达到 5x10-3 
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Pa； 

旋转靶台，每次可以装六块靶材，靶材最大尺寸Φ25.4mm,；每块靶材可实现

自转，转速 5～30转/分，连续可调，由电机驱动磁力耦合机构控制； 

基片加热台，加热炉最高温度 800℃±1℃，由热电偶闭环反馈控制；基片与

靶台之间距离可调 ，辅以膜厚测试仪；样品台可以与楔形膜系统、掩膜系统，

通过相对位置的不断变化实现膜层的高通量增长。 

 

2. 市场调研 

2.1 相关行业分析 

脉冲激光沉积（Pulsed Laser Deposition，PLD），也被称为脉冲激光烧

蚀（pulsed laser ablation，PLA），是一种利用激光对物体进行轰击，然后

将轰击出来的物质沉淀在不同的衬底上，得到沉淀或者薄膜的一种手段。着现

代科学和技术的发展，薄膜科学已成为近年来迅速发展的学科领域之一，是凝

聚态物理学和材料科学的一个重要研究领域。功能薄膜是薄膜研究的主要方

面，它不仅具有丰富的物理内涵，而且在微电子、光电子、超导材料等领域具

有十分广泛的应用。 

长期以来，人们发明了多种制膜技术和方法：真空蒸发沉积、离子束溅

射、磁控溅射沉积、分子束外延、金属有机化学气相沉积、溶胶- 凝胶法等。

上述方法各有特点，并在一些领域得到应用。但由于其各有局限性，仍然不能

满足薄膜研究的发展及多种薄膜制备的需要。随着激光技术和设备的发展，特

别是高功率脉冲激光技术的发展，脉冲激光沉积（PLD）技术的特点逐渐被人们

认识和接受。 

2.2 产业发展状况 

随着微电子行业的发展，对材料的要求越来越复杂，现有材料已经不能满足

他的要求，它需要多种性能结合在一起的材料。因此对新材料的要求更加紧迫，

人们开始关注材料的微观结构和宏观特性的关系，原子工程学已成为研究热点，

以期获得新的功能材料，PLD 的思想始于 60 年代中期，第一次试验制备出了高

质量的薄膜，显示出这种技术的巨大潜力，尤其是 1987 年用激光制备出了高温

超导薄膜以来，PLD 的使用变的更广泛了。 

https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=849715&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=849715&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=174550901&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=72195316&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=166603284&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=5248769&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=55160287&ss_c=ssc.citiao.link
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2.3 主要供应商 

      厂家 

指标 

沈阳真空技术研究

所有限公司 

沈阳国顺真空设备有

限公司 

中国科学院沈阳科学仪

器股份有限公司 

极限指标 6.67x10
-6
 Pa 6.67x10

-5
 Pa 6.67x10

-8
 Pa 

样品台 
2寸样品台，

600℃ 
2寸样品台，600℃ 2寸样品台，800℃ 

转靶 四工位，2寸转靶 四工位，2寸转靶 六工位，1寸转靶 

楔形膜机构 无 无 有 

掩膜机构 有 无 有 

供货周期 7个月 6.5 个月 6个月 

价格： ¥998,000.00 ¥945,000.00 ¥868,000.00 

 

2.4 满足需求的供应商及其设备/服务 

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司生产 PLD450 型脉冲激光沉积系统主

要优点：真空系统极限指标高；无油，超洁净；靶台与样品台稳定可靠；样品台

可以与楔形膜机构配合使用，完成楔形薄膜沉积，并再辅以掩膜机构配配合使用，

实现高通量薄膜制备。 

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司生产的 PLD450 系统，供货周期满足

需求，每年至少一次的设备巡检，且有专业的售后服务团队对此系统专门服务，

保证系统的稳定高效运行； 

相比较三家报价，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司价格最低，且付款

方式也具备一定优势。 

综合考虑，中国科学院沈阳科学院仪器股份有限公司的超高 PLD450 系统性

价比最高。 

3. 超高真空 PLD 设备采购方案 

3.1 拟选购的设备信息 

系统的主要组成及技术指标 

极限真空度：≤6.67x10-8 Pa (经烘烤除气后)； 

系统短时间暴露大气并充干燥氮气后，再开始抽气，20 分钟可达到 5x10-3 
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Pa； 

激光入射口到地面的距离为 1200mm； 

系统主要由真空室、旋转靶台、基片加热台、工作气路、抽气系统、安装机

台、真空测量及电控系统等部分组成； 

真空室组件 

球型真空室尺寸Ф450mm，选用优质不锈钢材料制造，氩弧焊接，表面进行

电化学抛光国内首家钝化处理，接口采用金属垫圈密封或氟橡胶圈密封； 

旋转靶台组件  

每次可以装六块靶材，靶材最大尺寸Φ25.4mm,（客户自购靶材，我

们可根据实际尺寸定做过渡环）；  

每块靶材可实现自转，转速 5～30 转/分，连续可调，由电机驱动磁力

耦合机构控制； 

靶位公转换位机构，由直接转轴手动控制； 

靶材屏蔽罩将 6 块靶材屏蔽，每次只有一个靶材露出溅射成膜，以避

免靶材之间的交叉污染； 

靶台可自身移动 30mm。 

基片加热台组件  

基片尺寸：可放置φ2″基片一片； 

加热炉最高温度 800℃±1℃，由热电偶闭环反馈控制； 

基片可连续回转，转速 5～20 转/分，电机驱动磁耦合机构控制； 

基片与靶台之间距离 30～90mm 可调，由腔外手动波纹管调节机构

控制； 

手动控制样品挡板组件：1 套； 

样品托：2 个（310S 材料）； 

膜厚测试仪，SQM160(INFICON)，1 套; 




